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概要（Summary）： 

ランダム位相板は、光束にランダムな位相分布を与

えるものであり、通常、半波長の位相差を与えるよう

な積層膜を面内でランダムに配置することによって

得られる。シリカ薄膜の有無によるランダム位相板を

製作し、これをフライアイレンズとコンデンサーレン

ズからなる照射光学系に組み込む。これにより、ナノ

秒パルス Nd:YAG レーザー（第２高調波、532 nm）

の照射強度の均一性が向上するかどうかを検証する。

この場合、半波長の位相差を与えるシリカガラス薄膜

の膜厚は 577 nm である。 
 

実験（Experimental）： 
まず、図１に示すようなランダムパターンをもつフ

ォトマスクをパターンジェネレータならびにフォト

リピータを用いて製作した。続いて、このフォトマス

クを使用し、マスクアライナ装置を利用して、透明ガ

ラス基板上にリフトオフ用レジストのパターンを形

成した。この試料に対して、高周波マグネトロンスパ

ッタリング法によりシリカ薄膜を堆積させ、最終的に

リフトオフ過程によってシリカ薄膜の有無によるラ

ンダムパターン（ランダム位相板）を作製した。シリ

カ薄膜の膜厚等を表面形状測定機ならびにエリプソ

メーターによって評価した。試作したランダム位相板

をナノ秒パルス Nd:YAG レーザー（第２高調波）の照

射光学系に組み込み、Ge 薄膜（膜厚～100 nm）への

レーザー照射実験を行った。Ge 薄膜は照射強度の大

きな場所ほど形態変化が顕著である。このことを利用

して、ランダム位相板の有無によるレーザー照射強度

分布の変化を評価した。 
 

結果と考察（Results and Discussion）： 
今回、シリカ膜厚 600 nm のランダム位相板を作

製し、これを照射光学系に挿入することによる照射

強度分布の変化を調べた。ランダム位相板なしの場

合は、Ge 膜において約 4 µm 間隔の正方格子でスポ

ット状の変形が顕著に観察された。これは干渉によ

って生じた高照射強度部分に相当し、照射強度がマ

イクロメーターサイズで不均一であることを示す。

一方、ランダム位相板がある場合、上記と同様の周

期の干渉パターンが位置をずらして重ねられている

様子が観察された。また、干渉パターンの鮮明さか

ら推測される照射強度について、面内均一性が向上

していることが観察された。 
 

その他・特記事項（Others）： 
今後の課題として、照射光学系の改良ならびにラ

ンダム位相板を構成するシリカ薄膜の膜厚の最適化

を図る。 
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図１ 今回使用したランダムパターン。こ

れを繰り返して実際のパターンを得た。 
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